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(57)【要約】
【課題】露光用の光をフライアイレンズに集光させるよ
うに、照明光学系を構成する部品の位置を調整し、所定
の照度が得られる近接露光装置、近接露光方法及び照明
光学系を提供する。
【解決手段】基板ＷとマスクＭとを近接させた状態で、
照明光学系７０からの光を、マスクＭを介して基板Ｗに
照射して、基板Ｗへ露光された露光面ＡにマスクＭのパ
ターンを転写する近接露光装置ＰＥであって、集光鏡７
２の位置を調整し、光をフライアイレンズ７４に集光さ
せることによって、露光面Ａにて所定の照度が得られる
ことを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を保持する基板保持部と、
　前記基板と対向するように、マスクを保持するマスク保持部と、
　前記マスクに向けてパターン露光用の光を照射する照明光学系と、
を備え、
　前記基板と前記マスクとを近接させた状態で、前記照明光学系からの露光用の光を、前
記マスクを介して前記基板に照射して、前記基板の露光面に前記マスクのパターンを露光
転写する近接露光装置であって、
　前記照明光学系を構成する部品として、集光鏡と、ランプと、交換可能な複数のフライ
アイレンズと、を有し、
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記照明光学系を構成する部品の少なくとも
一つの位置を調整し、前記露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって
、前記露光面にて所定の照度が得られることを特徴とする近接露光装置。
【請求項２】
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記集光鏡の位置を調整し、前記露光用の光
を前記フライアイレンズに集光させることによって、前記露光面にて所定の照度が得られ
ることを特徴とする請求項１に記載の近接露光装置。
【請求項３】
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記フライアイレンズの位置を調整し、前記
露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって、前記露光面にて所定の照
度が得られることを特徴とする請求項１に記載の近接露光装置。
【請求項４】
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記ランプの位置を調整し、前記露光用の光
を前記フライアイレンズに集光させることによって、前記露光面にて所定の照度が得られ
ることを特徴とする請求項１に記載の近接露光装置。
【請求項５】
　基板とマスクとを近接させた状態で、露光用の光を前記マスクを介して前記基板に照射
して、前記基板の露光面に前記マスクのパターンを転写する近接露光装置に使用され、前
記マスクに向けてパターン露光用の光を照射する照明光学系であって、
　前記照明光学系を構成する部品として、集光鏡と、ランプと、交換可能な複数のフライ
アイレンズと、を有し、
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記照明光学系を構成する部品の少なくとも
一つの位置を調整し、前記露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって
、前記露光面にて所定の照度が得られることを特徴とする照明光学系。
【請求項６】
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記集光鏡の位置を調整することによって、
前記露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって、前記露光面にて所定
の照度が得られることを特徴とする請求項５に記載の照明光学系。
【請求項７】
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記フライアイレンズの位置を調整し、前記
露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって、前記露光面にて所定の照
度が得られることを特徴とする請求項５に記載の照明光学系。
【請求項８】
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記集光鏡と、前記ランプと、前記フライア
イレンズと、のうち少なくとも一つの位置を調整し、前記露光用の光を前記フライアイレ
ンズに集光させることによって、前記露光面にて所定の照度が得られることを特徴とする
請求項５に記載の照明光学系。
【請求項９】
　基板を保持する基板保持部と、
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　前記基板と対向するように、マスクを保持するマスク保持部と、
　前記マスクに向けてパターン露光用の光を照射する照明光学系と、
を備え、
　前記基板と前記マスクとを近接させた状態で、前記照明光学系からの露光用の光を、前
記マスクを介して前記基板に照射して、前記基板の露光面に前記マスクのパターンを露光
転写する近接露光方法であって、
　前記照明光学系を構成する部品として、集光鏡と、ランプと、交換可能な複数のフライ
アイレンズと、を有し、
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記照明光学系を構成する部品の少なくとも
一つの位置を調整し、前記露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって
、前記露光面にて所定の照度が得られることを特徴とする近接露光方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近接露光装置、近接露光方法及び照明光学系に関し、より詳細には、液晶デ
ィスプレイ装置のＴＦＴアレイ基板やカラーフィルタ基板の露光転写に好適な近接露光装
置及び照明光学系に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フラットパネルディスプレイ装置のカラーフィルタ等のパネルを製造する装置と
して、種々の近接露光装置が考案されている。例えば、分割逐次近接露光装置では、基板
より小さいマスクをマスクステージで保持すると共に基板をワークステージで保持して両
者を近接して対向配置した後、ワークステージをマスクに対してステップ移動させて各ス
テップ毎にマスク側から基板にパターン露光用の光を照射することにより、マスクに描か
れた複数のパターンを基板上に露光転写して、一枚の基板に複数のパネルを製作する。
【０００３】
　また、近接露光装置に用いられる照明光学系では、露光面にて所定の照度を得るため、
ランプから放たれる光の輝点を調整する手法が種々考案されている（例えば、特許文献１
、２参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載の露光用ランプでは、露光用ランプに内部の電極先端または輝度中心
の位置の製造誤差に関する情報を記録し、露光用ランプに記録されている製造誤差に関す
る情報に基いて、光軸調整手段にて前記露光用ランプの光軸調整をすることができる。
　また、特許文献２に記載の光源装置においては、２以上の結像光学系と、該結像光学系
の像点の位置に設けられ、複数のセグメントに分割された入射面を有する光電変換素子と
、各々のセグメントからの電気信号を比較する比較手段を備え、放電灯のアークの位置が
集光鏡の焦点に対してどの位置にあるかを表示する。そして、表示した結果に基づいて、
手動にて放電灯の輝点の位置を調整することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２９９２７０号公報
【特許文献２】特開平３－１１５８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、露光転写パターンの精度に応じて、フライアイレンズのサイズを変更するこ
とが検討されている。通常、基板の露光面における照度は、タクトタイムとの兼ね合いで
最大の照度となるように設計され、このため、フライアイレンズの入射面での照度が最大
となるように設計されている。フライアイレンズのサイズが変更されると、フライアイレ
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ンズに入射される光量も変化するため、基板の露光面における照度もフライアイレンズの
サイズに応じて変化する。しかしながら、例えば、通常のフライアイレンズに対してサイ
ズの小さな高精度用のフライアイレンズに変更すると、想定よりもフライアイレンズに光
を集光させられず、基板の露光面にて所定の照度を得ることができないという課題が発生
した。特許文献１に記載の露光用ランプの光軸調整、及び、特許文献２に記載の放電灯の
輝点位置の調整は、このような課題を認識するものではない。
【０００７】
　本発明は、前述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、フライアイレンズ
のサイズを変更しても、露光用の光をフライアイレンズに集光させ、所定の照度が得られ
る近接露光装置、近接露光方法及び照明光学系を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　出願人は、上記課題を解決するため鋭意検討した結果、フライアイレンズのサイズを交
換した際に、フライアイレンズに入射される光の焦点がフライアイレンズの各レンズの入
射面からずれてしまうため、露光面において所定の照度が得られないことを発見した。こ
のため、出願人は、下記の構成によって上記課題を解決する手法を見出した。
　本発明の上記目的は、下記の構成により達成される。
（１）　基板を保持する基板保持部と、
　前記基板と対向するように、マスクを保持するマスク保持部と、
　前記マスクに向けてパターン露光用の光を照射する照明光学系と、
を備え、
　前記基板と前記マスクとを近接させた状態で、前記照明光学系からの露光用の光を、前
記マスクを介して前記基板に照射して、前記基板の露光面に前記マスクのパターンを露光
転写する近接露光装置であって、
　前記照明光学系を構成する部品として、集光鏡と、ランプと、交換可能な複数のフライ
アイレンズと、を有し、
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記照明光学系を構成する部品の少なくとも
一つの位置を調整し、前記露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって
、前記露光面にて所定の照度が得られることを特徴とする近接露光装置。
（２）　使用される前記フライアイレンズに応じて前記集光鏡の位置を調整し、前記露光
用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって、前記露光面にて所定の照度が
得られることを特徴とする（１）に記載の近接露光装置。
（３）　使用される前記フライアイレンズに応じて前記フライアイレンズの位置を調整し
、前記露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって、前記露光面にて所
定の照度が得られることを特徴とする（１）に記載の近接露光装置。
（４）　使用される前記フライアイレンズに応じて前記ランプの位置を調整し、前記露光
用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって、前記露光面にて所定の照度が
得られることを特徴とする（１）に記載の近接露光装置。
（５）　基板とマスクとを近接させた状態で、露光用の光を前記マスクを介して前記基板
に照射して、前記基板の露光面に前記マスクのパターンを転写する近接露光装置に使用さ
れ、前記マスクに向けてパターン露光用の光を照射する照明光学系であって、
　前記照明光学系を構成する部品として、集光鏡と、ランプと、交換可能な複数のフライ
アイレンズと、を有し、
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記照明光学系を構成する部品の少なくとも
一つの位置を調整し、前記露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって
、前記露光面にて所定の照度が得られることを特徴とする照明光学系。
（６）　使用される前記フライアイレンズに応じて前記集光鏡の位置を調整することによ
って、前記露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって、前記露光面に
て所定の照度が得られることを特徴とする（５）に記載の照明光学系。
（７）　使用される前記フライアイレンズに応じて前記フライアイレンズの位置を調整し
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、前記露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって、前記露光面にて所
定の照度が得られることを特徴とする（５）に記載の照明光学系。
（８）　使用される前記フライアイレンズに応じて前記集光鏡と、前記ランプと、前記フ
ライアイレンズと、のうち少なくとも一つの位置を調整し、前記露光用の光を前記フライ
アイレンズに集光させることによって、前記露光面にて所定の照度が得られることを特徴
とする（５）に記載の照明光学系。
（９）　基板を保持する基板保持部と、
　前記基板と対向するように、マスクを保持するマスク保持部と、
　前記マスクに向けてパターン露光用の光を照射する照明光学系と、
を備え、
　前記基板と前記マスクとを近接させた状態で、前記照明光学系からの露光用の光を、前
記マスクを介して前記基板に照射して、前記基板の露光面に前記マスクのパターンを露光
転写する近接露光方法であって、
　前記照明光学系を構成する部品として、集光鏡と、ランプと、交換可能な複数のフライ
アイレンズと、を有し、
　使用される前記フライアイレンズに応じて前記照明光学系を構成する部品の少なくとも
一つの位置を調整し、前記露光用の光を前記フライアイレンズに集光させることによって
、前記露光面にて所定の照度が得られることを特徴とする近接露光方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の近接露光装置、近接露光方法及び照明光学系によれば、フライアイレンズ等の
サイズを変更しても、使用されるフライアイレンズに応じて照明光学系を構成する部品の
少なくとも一つの位置を調整して、フライアイレンズ等に光を集光させることができるた
め、基板の露光面にて所定の照度を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る近接露光装置を説明するための一部分解斜視図である。
【図２】図１に示す近接露光装置の正面図である。
【図３】マスクステージの断面図である。
【図４】図１に示す近接露光装置の照明光学系とマスクと基板との関係を示す図である。
【図５】図１に示したイ矢視図に示したフライアイレンズをスライドして交換することを
示す図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る照明光学系の模式図である。
【図７】フライアイレンズを交換した際の露光面での照度について説明する図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る照明光学系の模式図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係る照明光学系の模式図である。
【図１０】本発明の第４実施形態に係る照明光学系の模式図である
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の各実施形態に係る近接露光装置及び近接露光方法を図面に基づいて詳細
に説明する。
【００１２】
（第１実施形態）
　図１及び図２に示すように、第１実施形態の近接露光装置ＰＥは、マスクＭを保持する
マスクステージ１０と、ガラス基板（以下、単に「基板Ｗ」とも称する。）Ｗを保持する
基板ステージ２０と、パターン露光用の光を照射する照明光学系７０（図４参照）と、を
備えている。
【００１３】
　なお、基板Ｗは、マスクＭに対向配置されており、このマスクＭに描かれたマスクパタ
ーンを露光転写すべく表面（マスクＭの対向面側）にレジストが塗布されている。
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【００１４】
　マスクステージ１０は、中央部に矩形形状の開口１１ａが形成されるマスクステージベ
ース１１と、マスクステージベース１１の開口１１ａにＸ軸，Ｙ軸，θ方向に移動可能に
装着されるマスク保持部であるマスク保持枠１２と、マスクステージベース１１の上面に
設けられ、マスク保持枠１２をＸ軸，Ｙ軸，θ方向に移動させて、マスクＭの位置を調整
するマスク駆動機構１６と、を備える。
【００１５】
　マスクステージベース１１は、装置ベース５０上に立設される支柱５１、及び支柱５１
の上端部に設けられるＺ軸移動装置５２によりＺ軸方向に移動可能に支持され（図２参照
）、基板ステージ２０の上方に配置される。
【００１６】
　図３に示すように、マスクステージベース１１の開口１１ａの周縁部の上面には、平面
ベアリング１３が複数箇所配置されており、マスク保持枠１２は、その上端外周縁部に設
けられるフランジ１２ａを平面ベアリング１３に載置している。これにより、マスク保持
枠１２は、マスクステージベース１１の開口１１ａに所定のすき間を介して挿入されるの
で、このすき間分だけＸ軸，Ｙ軸，θ方向に移動可能となる。
【００１７】
　また、マスク保持枠１２の下面には、マスクＭを保持するチャック部１４が間座１５を
介して固定されている。このチャック部１４には、マスクＭのマスクパターンが描かれて
いない周縁部を吸着するための複数の吸引ノズル１４ａが開設されており、マスクＭは、
吸引ノズル１４ａを介して図示しない真空式吸着装置によりチャック部１４に着脱自在に
保持される。また、チャック部１４は、マスク保持枠１２と共にマスクステージベース１
１に対してＸ軸，Ｙ軸，θ方向に移動可能である。
【００１８】
　マスク駆動機構１６は、マスク保持枠１２のＸ軸方向に沿う一辺に取り付けられる２台
のＹ軸方向駆動装置１６ｙと、マスク保持枠１２のＹ軸方向に沿う一辺に取り付けられる
１台のＸ軸方向駆動装置１６ｘと、を備える。
【００１９】
　Ｙ軸方向駆動装置１６ｙは、マスクステージベース１１上に設置され、Ｙ軸方向に伸縮
するロッド１６ｂを有する駆動用アクチュエータ（例えば、電動アクチュエータ等）１６
ａと、ロッド１６ｂの先端にピン支持機構１６ｃを介して連結されるスライダ１６ｄと、
マスク保持枠１２のＸ軸方向に沿う辺部に取り付けられ、スライダ１６ｄを移動可能に取
り付ける案内レール１６ｅと、を備える。なお、Ｘ軸方向駆動装置１６ｘも、Ｙ軸方向駆
動装置１６ｙと同様の構成を有する。
【００２０】
　そして、マスク駆動機構１６では、１台のＸ軸方向駆動装置１６ｘを駆動させることに
よりマスク保持枠１２をＸ軸方向に移動させ、２台のＹ軸方向駆動装置１６ｙを同等に駆
動させることによりマスク保持枠１２をＹ軸方向に移動させる。また、２台のＹ軸方向駆
動装置１６ｙのどちらか一方を駆動することによりマスク保持枠１２をθ方向に移動（Ｚ
軸回りの回転）させる。
【００２１】
　さらに、マスクステージベース１１の上面には、図１に示すように、マスクＭと基板Ｗ
との対向面間のギャップｇを測定するギャップセンサ１７と、チャック部１４に保持され
るマスクＭの取り付け位置を確認するためのアライメントカメラ１８と、が設けられる。
これらギャップセンサ１７及びアライメントカメラ１８は、移動機構１９を介してＸ軸，
Ｙ軸方向に移動可能に保持され、マスク保持枠１２内に配置される。
【００２２】
　また、マスク保持枠１２上には、図１に示すように、マスクステージベース１１の開口
１１ａのＸ軸方向の両端部に、マスクＭの両端部を必要に応じて遮蔽するアパーチャブレ
ード３８が設けられる。このアパーチャブレード３８は、モータ、ボールねじ、及びリニ
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アガイド等からなるアパーチャブレード駆動機構３９によりＸ軸方向に移動可能とされて
、マスクＭの両端部の遮蔽面積を調整する。なお、アパーチャブレード３８は、開口１１
ａのＸ軸方向の両端部だけでなく、開口１１ａのＹ軸方向の両端部に同様に設けられてい
る。
【００２３】
　基板ステージ２０は、図１及び図２に示すように、基板Ｗを保持する基板保持部２１と
、基板保持部２１を装置ベース５０に対してＸ軸，Ｙ軸，Ｚ軸方向に移動する基板駆動機
構２２と、を備える。基板保持部２１は、図示しない真空吸着機構によって基板Ｗを着脱
自在に保持する。基板駆動機構２２は、基板保持部２１の下方に、Ｙ軸テーブル２３、Ｙ
軸送り機構２４、Ｘ軸テーブル２５、Ｘ軸送り機構２６、及びＺ－チルト調整機構２７と
、を備える。
【００２４】
　Ｙ軸送り機構２４は、図２に示すように、リニアガイド２８と送り駆動機構２９とを備
えて構成され、Ｙ軸テーブル２３の裏面に取り付けられたスライダ３０が、装置ベース５
０上に延びる２本の案内レール３１に不図示の転動体を介して跨架されると共に、モータ
３２とボールねじ装置３３とによってＹ軸テーブル２３を案内レール３１に沿って駆動す
る。
【００２５】
　なお、Ｘ軸送り機構２６もＹ軸送り機構２４と同様の構成を有し、Ｘ軸テーブル２５を
Ｙ軸テーブル２３に対してＸ方向に駆動する。また、Ｚ－チルト調整機構２７は、くさび
状の移動体３４，３５と送り駆動機構３６とを組み合わせてなる可動くさび機構をＸ方向
の一端側に１台、他端側に２台配置することで構成される。なお、送り駆動機構２９，３
６は、モータとボールねじ装置とを組み合わせた構成であってもよく、固定子と可動子と
を有するリニアモータであってもよい。また、Ｚ-チルト調整機構２７の設置数は任意で
ある。
【００２６】
　これにより、基板駆動機構２２は、基板保持部２１をＸ方向及びＹ方向に送り駆動する
とともに、マスクＭと基板Ｗとの対向面間のギャップを微調整するように、基板保持部２
１をＺ軸方向に微動且つチルト調整する。
【００２７】
　基板保持部２１のＸ方向側部とＹ方向側部にはそれぞれバーミラー６１，６２が取り付
けられ、また、装置ベース５０のＹ方向端部とＸ方向端部には、計３台のレーザー干渉計
６３，６４，６５が設けられている。これにより、レーザー干渉計６３，６４，６５から
レーザー光をバーミラー６１，６２に照射し、バーミラー６１，６２により反射されたレ
ーザー光を受光して、レーザー光とバーミラー６１，６２により反射されたレーザー光と
の干渉を測定して基板ステージ２０の位置を検出する。
【００２８】
　図４に示すように、照明光学系７０を構成する部品としては、発光部としての超高圧水
銀ランプ７１と、このランプ７１から発生された露光用の光に指向性をもたせて射出する
集光鏡７２と、を含む光源部７３と、光源部７３からの露光用の光をフライアイレンズ７
４の方へ光路の向きを変える平面鏡７５と、入射した光の強度を均一化する複数のレンズ
セルからなるフライアイレンズ７４と、入射した露光用の光に対して所定のコリメーショ
ン角を持たせるコリメーションミラー７６と、を有する。
【００２９】
　光源部７３からの光は、平面鏡７５により、強度を均一化する複数のレンズセルからな
るフライアイレンズ７４の方へ光路の向きを変えて集光される。フライアイレンズ７４の
出射面から出射された露光用の光は、コリメーションミラー７６によって反射されて、所
定のコリメーション角を持ってマスクＭに入射する。
【００３０】
　図５に示すように、照明光学系７０は、それぞれサイズの異なるフライアイレンズ７４
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ａ、７４ｂ、７４ｃを３枚備えている。３枚のフライアイレンズ７４ａ、７４ｂ、７４ｃ
は、それぞれスライドして交換することを可能であるとしている。なお、第一実施形態に
おいて、照明光学系７０にてフライアイレンズ７４は３枚としている。しかし、フライア
イレンズの枚数は３枚に限らず、複数あればよい。
【００３１】
　このような近接露光装置ＰＥにおいて、図４に示すように、基板ステージ２０上に載置
された基板Ｗと、マスク保持枠１２に保持された、マスクパターンを有するマスクＭとが
、これらの対向面間のギャップを例えば１００～３００μｍ程度の隙間に調整されて近接
対向配置される。そして、光源部７３からの露光用の光が平面鏡７５によってフライアイ
レンズ７４で集光される。フライアイレンズ７４から出射される露光用の光はコリメーシ
ョンミラー７６で反射されて所定のコリメーション角を持った平行光とされてマスクＭに
入射する。そして、マスクＭを透過した露光用の光は、基板Ｗの表面に塗布されたレジス
トを感光させてマスクＭのマスクパターンが基板Ｗに露光転写される。
　従って、入射される露光用の光をフライアイレンズ７４に集光させることで、所定の照
度（即ち、実施形態では、最大の照度）を持った光が露光すべき対象となる基板Ｗの露光
面Ａに転写される。
【００３２】
　ここで、第１実施形態の照明光学系７０では、図６に示すように、集光鏡７２の位置を
調整可能に構成されている。そして、フライアイレンズ７４のサイズを交換した際、露光
面Ａに設置している不図示のセンサにより露光用の光の照度を測定し、平面鏡７５から入
射された光（点線）がフライアイレンズ７４に集光しない場合には、このセンサが所定の
照度を検出するまで、露光用の光（一点鎖線）がフライアイレンズ７４に集光するように
、不図示の制御部によって、集光鏡７２の位置を調整する。即ち、光源部７３から照射さ
れた光の焦点が、フライアイレンズ７４の各レンズの入射面に位置するように、集光鏡７
２の位置を調整する。例えば、図７に示すように、サイズの大きなフライアイレンズ７４
ａにおける露光面Ａでの照度Ｉ１に対して、単にサイズの小さなフライアイレンズ７４ｂ
に交換すると、露光面Ａでの照度がＩ２まで低下してしまう。このため、上述した手法で
、露光面Ａでの照度が最大値Ｉ３となるように、集光鏡７２の位置を調整している。これ
により、フライアイレンズ７４は異なるサイズに交換されても、基板ＷとマスクＭとを所
定のギャップｇに近接させた状態で、照明光学系７０からの露光用の光が、露光面Ａにお
いて所定の照度を得ることができる。
【００３３】
　以上説明したように、本実施形態の近接露光装置、近接露光方法及び照明光学系７０に
よれば、照明光学系７０を構成する部品として、集光鏡７２と、ランプ７１と、交換可能
な複数のフライアイレンズ７４ａ、７４ｂ、７４ｃと、を有し、使用されるフライアイレ
ンズ７４ａ、７４ｂ、７４ｃに応じて集光鏡７２の位置を調整し、露光用の光をフライア
イレンズ７４ａ、７４ｂ、７４ｃに集光させることによって、露光面Ａにて所定の照度を
得る。したがって、露光精度に応じていずれのフライアイレンズ７４ａ、７４ｂ、７４ｃ
を用いた場合であっても、露光面Ａにて所定の照度を得ることができ、タクトタイムの短
縮を図った露光を実現することができる。
【００３４】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態に係る近接露光装置について、図８を参照して説明する。
なお、本実施形態では、照明光学系７０において、露光用の光をフライアイレンズ７４に
集光させるために、フライアイレンズ７４の位置を調整する点で、第１実施形態の近接露
光装置と異なる。
【００３５】
　即ち、第２実施形態の照明光学系７０では、図８に示すように、フライアイレンズ７４
の位置を調整可能に構成されている。そして、フライアイレンズ７４のサイズを交換した
際、露光面Ａに設置している不図示センサにより露光用の光の照度を測定し、平面鏡７５
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から入射された露光用の光（点線）がフライアイレンズ７４に集光しない場合には、この
センサが所定の照度を検出するまで、露光用の光（一点鎖線）がフライアイレンズ７４に
集光するように、不図示の制御部によって、フライアイレンズ７４の位置を調整する。即
ち、光源部７３から照射された光の焦点が、フライアイレンズ７４の各レンズの入射面に
位置するように、フライアイレンズ７４の位置を調整する。これにより、フライアイレン
ズ７４は異なるサイズに交換されても、基板ＷとマスクＭとを所定のギャップｇに近接さ
せた状態で、照明光学系７０からの露光用の光が、露光面Ａにおいて所定の照度を得るこ
とができる。
　その他の構成及び作用については、第１実施形態のものと同様である。
【００３６】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態に係る近接露光装置について、図９を参照して説明する。
なお、本実施形態では、照明光学系７０において、露光用の光をフライアイレンズ７４に
集光させるために、ランプ７１の位置を調整する点で、第１及び第２実施形態の近接露光
装置と異なる。
【００３７】
　即ち、第３実施形態の照明光学系７０では、図９に示すように、ランプ７１の位置を調
整可能に構成されている。そして、フライアイレンズ７４のサイズを交換した際、露光面
Ａに設置している不図示センサにより、露光用の光の照度を測定し、平面鏡７５から入射
された露光用の光（点線）がフライアイレンズ７４に集光しない場合には、このセンサが
所定の照度を検出するまで、光（一点鎖線）がフライアイレンズ７４に集光するように、
不図示の制御部によって、ランプ７１の位置を調整する。即ち、光源部７３から照射され
た光の焦点が、フライアイレンズ７４の各レンズの入射面に位置するように、ランプ７１
の位置を調整する。これにより、フライアイレンズ７４は異なるサイズに交換されても、
基板ＷとマスクＭとを所定のギャップｇに近接させた状態で、照明光学系７０からの露光
用の光が、露光面Ａにおいて所定の照度を得ることができる。
　その他の構成及び作用については、第１実施形態のものと同様である。
【００３８】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態に係る近接露光装置について、図１０を参照して説明する
。本実施形態は、ランプ７１と、集光鏡７２と、フライアイレンズ７４のすべての位置を
調整可能に構成されている。そして、フライアイレンズ７４のサイズを交換した際、露光
面Ａに設置している不図示センサにより、露光用の光の照度を測定し、平面鏡７５から入
射された露光用の光（点線）がフライアイレンズ７４に集光しない場合には、このセンサ
が所定の照度を検出するまで、露光用の光（一点鎖線）がフライアイレンズ７４に集光す
るように、不図示の制御部によって、ランプ７１と、集光鏡７２と、フライアイレンズ７
４との位置を調整する。即ち、光源部７３から照射された光の焦点が、フライアイレンズ
７４の各レンズの入射面に位置するように、ランプ７１と、集光鏡７２と、フライアイレ
ンズ７４との位置を調整する。これにより、フライアイレンズ７４はスライドして交換さ
れても、基板ＷとマスクＭとを所定のギャップに近接させた状態で、照明光学系７０から
の露光用の光が、露光面Ａにおいて所定の照度を得ることができる。
　その他の構成及び作用については、第１実施形態のものと同様である。
【００３９】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものでなく、適宜、変更、改良などが
可能である。
　例えば、本発明では、使用されるフライアイレンズ７４ａ、７４ｂ、７４ｃに応じて照
明光学系７０を構成する部品の少なくとも一つの位置を調整し、露光用の光をフライアイ
レンズ７４に集光させることによって、露光面Ａにて所定の照度が得られるように設定す
ればよい。
【００４０】
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　また、上記実施形態では、本発明のマスクを近接露光装置に適用した例について説明し
たが、これに限定されず、近接スキャン露光装置にも同様に適用することができ、同様の
効果を奏する。近接スキャン露光装置は、マスクＭに近接して浮上・支持されながら、所
定方向に搬送される略矩形状の基板Ｗに対して、マスクパターンを形成した複数のマスク
Ｍを介して露光用の光を照射し、基板Ｗにマスクパターンを露光転写するものであり、基
板Ｗが複数のマスクＭに対して相対移動しながら露光転写が行われるスキャン露光方式を
採用している。
【符号の説明】
【００４１】
１２　　マスク保持枠（マスク保持部）
２１　　基板保持部
７０　　照明光学系
７１　　ランプ
７２　　集光鏡
７３　　光源部
７４　　フライアイレンズ
ｇ　　　マスクと基板との対向面間のギャップ
Ｍ　　　マスク
ＰＥ　　近接露光装置
Ｗ　　　ガラス基板（基板）
Ａ　　　露光面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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